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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、シリコン基板上にAuパッチを周期的に配置することで、高効率な光吸
収を可能にするメタマテリアルを実現する。前年度の研究では、電子線描画プロセ
スの最適化が不十分であり、レジストがリフトオフできない問題があった。この問
題を解決するために、電子線ドーズ量の最適化を調べて金属のパターニングを行っ
た。

実験
Experimental

ノンドープシリコン基板(15×15 mm, 厚み：525 μm)上に電子線レジス
ト(ZEP520-A)をスピンコートし、電子線リソグラフィ(加速電圧：125 kV, ビーム
電流：100 pA / 加速電圧：150 kV, ビーム電流：0.1～1 nA)により周期パター
ン(単位パッチ：420×60 nm, 個数：20×20)を描画した。次に、EB蒸着を用いて接
着層として膜厚3 nmのTiを形成したのちに, Auを膜厚110〜170 nm になるように
蒸着した。また、LED描画装置(フォトレジスト：AZ5206)を用いて周期構造の両隣
にTi電極(100×400 μm, 膜厚：20 nm)を作製した。

結果と考察
Results and Discussion

作製した金属周期構造のSEM観察像を図1に示す。リフトオフによって所望の周期
構造を作製することができた。また、周期構造の両側にチタン電極を配置したサン
プルの顕微鏡観察像を図2に示す。重ね合わせ描画において大きなずれは確認され
なかった。現在はサンプルの特性評価を行っており、今後リフトオフの条件を最適
化する予定である。
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図1 金ナノ周期構造
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図2 ナノ構造の両側に配置したチタン電極
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